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ToF-SIMS ワーキンググループ（ToF-SIMS WG）

では第 42 回表面分析研究会において以下の活動を

実施した． 

 

1. PSA-13におけるWG関連発表の紹介と議論 

ToF-SIMS WGでは，分子イオンの質量確度向上を

目的に新規質量軸較正法の検討を行っている．これ

までの活動のまとめとして，PSA-13において，古河

電工の大友氏，旭硝子の小林氏，コニカミノルタの

伊藤が 3件の発表を行っている[1～3]．第 42回研究

会では小林氏が PSA-13 で行った発表「第四級アン

モニウムイオンを質量軸較正に用いた TOF-SIMSス

ペクトル解析」の紹介を行い，内部標準添加法の有

効性を報告した．講演での質問として，第四級アン

モニウムイオンで質量較正を行った場合，概ねの機

関において低質量側のイオンの相対質量確度が負の

値を示すのに対し，機関 Cのみで 0ppmに近い値を

示すことから，装置の分析条件の最適化により質量

確度を向上できるのではないかとの提案があり，

TOF-SIMS WG メンバーで議論を行った．また，質

量軸較正を行う上で，校正に用いるピークの高度，

形状は重要で，場合によってはターゲットのピーク

が弱めでも，質量軸較正を行うためのピークの強度，

形状は重要なのではないかという議論がなされた．

更に，二次イオンの運動エネルギーの運動エネル

ギー起因の相対質量確度のずれをソフトで補正でき

ないかといった提案がなされた． 

 

 

 

2. 文献紹介 

G-SIMS，G-Ogram に関する文献[4]について，パ

ナソニック（株）の川島氏が解説を行った． 

 
3. 今後の活動予定 

正二次イオンのマスキャリブレーション法の深堀

として，今回使用した試料（Tinuvin770）以外の素

材への展開，内部添加剤のリスト化などが挙げられ

た．また，標準化への寄与の仕方も検討項目として

挙げられた．更に，これまで正二次イオンの検討を

行ってきたが，検討が行われていない，負二次イオ

ンの検討を行う案が出された．また，データベース

の作成も有用ではないかとの案が出された． 
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